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[緒言]厳密結合波解析(RCWA)[1]により金属角柱

配列を使用した表面増大赤外吸収(SEIRA)にお

ける金属粒子周囲の増大場分布を検証した。その

結果、入射電場方向の粒子間で最大の増大場が生

じることが判明し [2] 、角柱配列モデル

(SCM)[3,4]を支持する結果となった。さらに、生

じた増大場が周期的に変化していることも判明

した。 

 本研究では、粒子間隔を変えることによる増大

場の周期性の変化を調査するため、様々な粒子間

隔の角柱配列を設定し、RCWA により吸収スペ

クトルをシミュレートした。 

[計算手法]真空／Au ナノ粒子パターン層／Si 基

板の三層系の計算を RCWA で行った。パターン

層は粒子の底面を正方形とし、その一辺を 250 

nm、高さを 30 nm、粒子間隔を 50,100,200,300 

nmと変化させた。吸着分子にはポリアクリル酸

を想定したローレンツ振動子モデルを採用した。

モデル分子は入射電場方向の粒子間に配置し(図

1(a))、すべての間隔において図 1(b)のように、粒

子界面から粒子間隔の中央までを 10分割して電

場分布を求めた。計算にはフリーの RCWA 計算

ソフト S4[5]を用い、Si、Au の誘電率は文献値

[6,7]を使用した。 

[計算結果]図 2 は粒子間隔 50 nm のときの電場

分布を示す。縦軸は吸収強度の最大値で規格化し

ている。粒子間で電場が周期的に変化することが

判明した。さらに、すべての粒子間隔においても

電場の周期的な変化が確認された。結果の詳細は

当日報告する。 

 

Figure 1 Schematic of (a) pattern layer and 

(b) divided model molecules. 

 

Figure 2 Absorbance of model molecue as gap 

size 50 nm. 
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